
 
 
原子能科学技术    1999  33  (1 ): 51-56     ISSN: 1000-6931  CN: 11-2044/TL  

 

扩展功能  

本文信息

 Supporting info

  [PDF全文](214KB)

 [HTML全文](0KB)

 参考文献

服务与反馈

 把本文推荐给朋友   

 文章反馈

 浏览反馈信息

相关信息

  本刊中 包含“屏栅电离室”的 相
关文章 
本文作者相关文章 

 

质子、氚和α在Ar和Kr中的径迹长度测量与计算  
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摘要   用屏栅电离室对α、ｔ和ｐ在Ａｒ与Ｋｒ中到达电离密度重心的径迹长度Ｘ进行了测量，并根据Ｔｒ
ｉｍ程序和其它文献的阻止本领数据对其进行了计算。理论值与实验结果符合较好。 
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